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	HYDRON® SE 220是一款单相的水基清洗剂，专门设计用于浸没式清洗工艺中。
	HYDRON® SE 220能够有效去除包括引线框架、分立器件、功率模块、功率LED、倒装芯片、摄像头模组等多种半导体电子器件上的助焊剂残留物。
	HYDRON® SE 220是一款单相清洗剂，提供卓越的工艺表现且易于漂洗，能够为后续的引线键合及成型等工艺提供理想的表面特性。
	HYDRON® SE 220是pH值中性的清洗剂，因此具有良好的材料兼容性。
	关于免费清洗试验,请咨询ZESTRON应用技术中心:
	电话: +86-21-5296-8185; E-Mail: infochina@zestron.com
	优点（与其它清洗液相比）：
	1去离子水的温度应为 20-40 C.
	1HYDRON® SE 220必须在去离子水中稀释
	过滤系统建议：
	环保、健康及安全法规：
	包装/存储：

	3. 干燥
	2. 漂洗
	1. 清洗 
	清洗工艺

